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Desenvolvimento de Revestimentos Utilizando Plasma Bipolar Pulsado Assimétrico
em Gaiola Catddica: Uma Abordagem exploradora
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Neste estudo, empregou-se a técnica de descarga a plasma com fonte bipolar pulsada
assimétrica em gaiola catddica para depositar filmes de nitreto de titanio. Foi realizada
uma comparacao do efeito sobre as propriedades morfologicas, elétricas e Opticas dos
filmes depositados em substrato de vidro e de silicio monocristalino utilizando duas
gaiolas de titanio com tampas de diferentes percentuais de areas abertas. Para caracterizar
os filmes, foram realizadas analises por difracdo de raios-X e EDX para obter a
composi¢do dos revestimentos, medidas de espessura por perfilometria e microscopia de
forca atomica foram feitas para obter espessura e morfologia dos filmes. As propriedades
elétricas, Opticas foram obtidas por efeito Hall, na configuragdo de Van-der Pauw e
espectrofotdmetro UV-Vis. As medidas de espessura indicaram variagdo na taxa de
deposicdo em fun¢ao da area aberta da tela, e a rugosidade dos filmes também aumentou
com o uso da gaiola com malha mais aberta. O filme depositado em atmosfera de 100
sccm de nitrogénio e 50 sccm de hidrogénio, a uma pressdo de 1 torr, apresentou baixa
transmitancia na regido do vermelho e infravermelho préximo, sugerindo sua viabilidade
como candidato para filtro de infravermelho.
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